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Численное моделирование процессов токопрохождения в вакуумном диоде с лазерным поджигом
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*ФИАН, Москва, РФ, romanov@sci.lebedev.ru
В последние годы возрос интерес к изучению микропинчевых структур, формирующихся в струе металлической плазмы вакуумно-искрового разряда. Источники интенсивного рентгеновского, VUV-излучения, многозарядных ионов на основе такого разряда могут иметь приложения в микроэлектронике, материаловедении, ядерной физике и т.д. [1 - 3]. При разработке источника важно установить, как начальные условия (характеристики форплазмы, образующейся при инициации разряда, геометрия разряда и др.) и сами характеристики разряда (напряжение на накопителе, ток, его скорость нарастания) влияют на процесс формирования, параметры и эмиссионные свойства плазмы микропинча.

Для численного моделирования микропинчевых структур решалась задача двумерной МГД в R-Z геометрии в двухтемпературном приближении с учётом взаимодействия плазмы с лазером и потерь энергии на излучение.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект №12-02-00708).
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